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FOTOINDUCCION

DESCRIPCION DEL PLAN (no mas de 500 palabras):

Los azobencenos pueden ser incorporados a cristales liquidos, polimeros amorfos,
capas autoensambladas, copolimeros, biomateriales, hibridos organicos-inorgéanicos,
entre otros. La isomerizacion reversible de los grupos azo cuando estos son irradiados
con luz de longitud de onda especifica, conduce a una interesante variedad de
aplicaciones asociadas a cambios en las propiedades quimicas, mecanicas, electronicas
y Opticas de los materiales que resultan de la incorporacion de tales cromoéforos. La
irradiacion con luz produce cambios moleculares en los azobencenos, y bajo
condiciones adecuadas, estos cambios pueden trasladarse a movimientos a larga escala
dentro del material. Estos movimientos pueden clasificarse en tres niveles de acuerdo a
la escala a la cual ocurren [1]. El primer nivel es el movimiento a escala molecular de
los grupos azobenceno, el cual es afectado por la polarizacion de la luz. Al emplear luz
polarizada, s6lo los grupos azobenceno que presenten una componente a lo largo de la
polarizacion del laser seran activados para la isomerizacion. El resultado neto es una
anisotropia inducida en la orientacion de los grupos azobenceno, la que puede medirse
tanto como dicroismo o como birrefringencia. El segundo nivel de movimientos es a
escala de dominios nanométricos. Este tipo de movimiento requiere que el croméforo
esté enlazado a la matriz polimérica que, a su vez posea algin grado de orden
intrinseco, tal como: cristal liquido, dominios cristalinos, copolimeros dibloque con
nanoestructuras ordenadas, films monocapa o Langmuir-Blodgett. En el tercer nivel de
movimiento, los azobencenos unidos a los polimeros inducen al isomerizar un
movimiento masivo de la matriz polimérica. Este movimiento provoca patrones en la
superficie que poseen profundidad y espaciado a escala micrométrica, los cuales se
conocen con el nombre de relieves grabados de superficie fotoinducidos (SRG).

En este proyecto, estamos interesados en generar SRG en diversos materiales con
grupos azobenceno sintetizados en nuestro grupo [2-8]. En cada material se evaluara la
influencia de diversos factores que afectan la formacion y eficiencia de los SRG

inscriptos: intensidad de luz, la polarizacion de la misma, combinaciones diferentes de



polarizacion de la luz, peso molecular y arquitectura de la matriz (azo polimeros
lineales, sistemas entrecruzados), y espesor de las peliculas.

Para la generacion de relieves superficiales (SRG) se empleara un interferometro de
Lloyd a partir de una fuente coherente (laser semiconductor 488 nm). El interferometro
consiste basicamente en un espejo colocado perpendicular a un sustrato de vidrio donde
se encuentra depositada la muestra. El patron de interferencia se proyecta sobre la
muestra por la combinacion de una mitad del haz laser incidente, y de la otra mitad del
haz que se refleja desde el espejo. El dispositivo es muy sencillo, versatil y estable.
Ademas, el espaciado entre las franjas es controlado facilmente al variar el angulo de
referencia (dngulo formado entre el haz incidente y el plano paralelo al espejo).
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